
Posudek vedouciho prace na diplomovou praci Jaromira Chalupskeho
,,Generace koherentniho kratkovlnneho (X<160nm) zareni pomoci konvencnich laseru"

Hlavnim cilem diplomove prace J. Chalupskeho bylo podat pfehled postupu umoznujicfch pomoci
konvencnich laserovych schemat ci nelinearne opticke konverze zareni konvencnich diouhovlnnych
laseru ziskat svazek koherentniho kratkovlnneho zafenf (X<160nm). Jinymi slovy, postoupit pro
koherentni svazky z UV-vis-NIR oboru k hranicim XUV spektralniho oboru. Dale mely byt diskutovany
moznosti realizace techto zdroju na Skolicim pracoviSti (od pfestavby KrF excimeroveho laseru na F2

laser jsme nakonec upustili, nebot' v tomto roce jsme od M$MT ziskali prostredky k zakoupeni noveho
typu Compex). Pfedpokladane vlastnosti jejich svazku jsou konfrontovany s parametry svazku
kratkovlnnych laseru na volnych elektronech (jmenovite FLASH v Hamburku), zvlas"te vzhledem
k jejich uziti pfi studiu laserove ablace. Pro potfeby vyzkumu kratkovlnne laserove ablace mel byt
sestrojen vyhnvany drzak ozafovaneho materialu s nastavitelnou teplotou. Ten by se uplatnil tarn, kde
dosazena fluence nedostacuje k ablaci materialu a dochazi pouze k rozkladu materialu indukovanemu
jednotlivymi vysokoenergetickymi fotony; tj. k laserove desorpci.

Prvnf cast zadanf se autorovi podafilo naplnit velmi uspokojive. Pfedstavil a diskutoval vs"echny
vyznamn6 laserove zdroje koherentniho XUV zafeni - jejich fyzikalni principy a metody realizace.
Z hlediska realizace a uziti diskutovanych zdroju je dulezity i material, venovany v teoreticke Casti
prace charakteristickym rysum interakce UV vs. XUV zareni s ruznymi optickymi materialy a
soustavami. Jako velmi perspektivni se z uvedenych ,,konvenCnich" zdroju jevi vysoke harmonicke, Pri
experimentech s nimi se uplatni vyhCivany drzak vzorku popsany v dodatku 16 (str. 177-179).
Z uvedenych udaju plyne, ze pomoci treti harmonicke KrF laseru (viz napfiklad str. 110; str. 152 [15])
by bylo mozno simulovat svazek TTF1 FEL (TESLA Test Facility - Free-Electron Laser, Phase I),
pfestavbou jiz nedostupneho pfedchudce VUV FEL v Hamburku (nyni FLASH - Free-Electron LASer
in Hamburg). Bylo by to mozne? Mohl by autor diskutovat tuto otazku v ramci obhajoby?

Vyklad k laserum na volnych elektronech, podany v teoreticke a expenmentalni cSsti prace, odpovida
rozsahem i kvalitou vyznamu techto zdroju. Cennych poznatku bylo dosazeno ph' studiu interakce
svazku prvniho XUV laseru na volnych elektronech, pracujiciho na hranicich mekke rentgenove
oblasti (X=32nm; zafizeni FLASH provozovane v DESY, Hamburk), s ruznymi pevnymi latkami. Zde
byly zfskany originalni vysledky jak abla^ni tak spektroskopicke. Jejich prezentace je jasna a
pfehledna, jen diskuse mohla byt podrobnejsi. Ph" zaberu prace a z nej plynoucim znacnem rozsahu
v5ak Ize jistou lakonicnost akceptovat.

Autor pfesvedciv§ dolozil, ze ,,konvencni" laserove XUV zdroje mohou sehrat podstatnou roli pfi
vyzkumu interakce intenzivniho XUV zareni s hmotou za tech podminek, kdy jej kolisani parametru
FEL svazku vystfel od vystfelu (viz vysledky prezentovane na str. 145} siln§ komplikuje, ne-li
znemozhuje.

Prace je dobfe rozvrzena a vypravena. Stylisticky je tez na dobre urovni. Lze v ni ov£em najit fadu
pfeklepu a formulacnich neobratnosti. Ctenaf si je vetSinou uvedoml jiz v danem kontextu. Nejsou
zavadejici, nebudu je tedy vyjmenovavat. Snad jen jedno upozorneni: na strand 148 ma byt (26±3,7)
nJ a nikoli ^J.

Pres vyse uvedene dilci nedostatky pokladam praci za velmi kvalitni a vedecky i pedagogicky
pfinosnou. Doporucuji ji pfipustit k obhajobe. V pfipade uspesne obhajoby bych navrhoval
praci klasifikovat ,,vyborn6".
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